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近年，燃料電池に用いられる白金に替わる安価な触媒が求められている．グラフェンに窒素[1]

や硫黄[2]などのヘテロ原子をドープしたものは高い酸素還元活性を示し，原料のコストが低いこ

とや環境に負荷の少ないことから白金代替触媒として注目されている．しかし現在までに報告さ

れているヘテロ原子ドープグラフェンの作製方法としては 1000 ℃ 程度の高温を必要とする気

相プロセスがほとんどであり，より安価で簡便な溶液プロセスによるヘテロ原子ドープグラフェ

ンの作製が必要とされている．そこで我々は多硫化アンモニウムと，溶液に分散可能な酸化グラ

フェン ( GO ) を用いて溶液プロセスによる酸化グラフェンへの硫黄ドープを試みた． 

実験方法および結果 Hummers 法によって GOを作製し，水に分散させた (濃度 7 mg/mL)．この

GO 分散液 0.5 mL を多硫化アンモニウム 5.0 mL に加え，室温で 2時間放置した．多硫化アンモ

ニウムの光による分解を防ぐため，反応は褐色ビン中で行った．放置後，この混合物をろ過し，

ろ紙に残った黒色固体を純水とメタノールによって洗浄した．こうして得られた多硫化アンモニ

ウムで処理した GO (SGO) をメタノールに分散させた．Fig. 1 (a) は GO メタノール分散液，Fig. 1 

(b) は SGO メタノール分散液であるが，硫化アンモニウムで処理することによって GO の色が黒

色へと変色し，凝集が起こったことがわかる．また，この SGOメタノール分散液を Si 基板上に

キャスト法によって堆積させ，XPS を測定した．Fig. 2 は SGO の XPS スペクトルである．S-2p

ピークが見られることから，SGOには硫黄が存在していることがわかり，S/C は 4.3 atom %であ

った．当日は SGOをアニールした後の XPS スペクトルなども報告する予定である． 
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あ Figure 1. Photographs of (a) GO methanol 

dispersion and (b) SGO methanol dispersion.  

(a) (b) 

Figure 2. XPS survey spectrum of SGO,  

inset shows the corresponding S2p spectrum.  
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